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【国際特許分類】
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   Ｃ０８Ｋ   3/16     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｋ   5/50    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   3/16    　　　　
   Ｃ０８Ｌ 101/00    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月25日(2011.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７０】
　調査したエポキシ樹脂系は、難燃特性を明確に有し、少なくとも全分類Ｖ１を充足する
。樹脂処方物中のリンおよびアンチモン含有量は非常に少なく、極めて良好な結果が、低
添加剤含有量（樹脂中に１０～２０重量部）を有する場合でさえ、任意の他の難燃剤（共
力剤）を添加することなく得られた。
　本発明の好ましい態様は、以下を包含する。
［１］　樹脂系のための難燃剤としての、一般式（Ｉ）：
　　　ＫＡ　　　　　　　　（Ｉ）
〔式中、Ｋ＝モノ－、ジ－、オリゴ－および／またはポリホスホニウムカチオンおよびＡ
＝弱配位性アニオン、ここで、弱配位性アニオンＡは、ヘキサフルオロアンチモン酸塩（
ＳｂＦ６

－）、ヘキサフルオロリン酸塩（ＰＦ６
－）、テトラフルオロホウ酸塩（ＢＦ４

－）、ヘキサフルオロアルミン酸塩（ＡｌＦ６
３－）、トリフルオロメタンスルホン酸塩

（ＣＦ３ＳＯ３
－）、ヘキサフルオロヒ酸塩（ＡｓＦ６

－）、テトラキス（ペンタフルオ
ロフェニル）ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｆ５］４

－）、テトラキス［３，５－ビス（トリフルオ
ロメチル）フェニル］ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ３（ＣＦ３）２］４

－）、テトラフェニルホ
ウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ５］４

－）、ヘキサフルオロチタン酸塩（ＴｉＦ６
２－）、ペンタク

ロロチタン酸塩（ＴｉＣｌ５
－）、ペンタクロロスズ酸塩（ＳｎＣｌ５

－）、ヘキサフル
オロゲルマニウム酸塩（ＧｅＦ６

２－）、ヘキサフルオロケイ酸塩（ＳｉＦ６
２－）、ヘ

キサフルオロニッケル酸塩（ＮｉＦ６
２－）、またはヘキサフルオロジルコニウム酸塩（

ＺｒＦ６
２－）から選択される〕

で示される少なくとも１つの化合物の使用。
［２］　樹脂系は、非熱的硬化性エポキシ樹脂系に関する、［１］に記載の使用。
［３］　モノホスホニウムカチオンは、一般式（ＩＩ）：
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【化１】

〔式中、ｕは０および１８の間の整数であり、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は互いに独立して置
換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基
、アリールアルキル基またはアリール基、特にＣ６～１０アリール基を表し、Ｘは、Ｃ１

～１２アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基、アリール基
、カルボン酸基またはカルボン酸エステル基または一般式Ｒ４（Ｃ＝０）－（式中、Ｒ４

＝置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基また
はアリール基）で示されるアシル基を表す〕
で示される化合物から選択される、［１］または［２］に記載の使用。
［４］　ジホスホニウムカチオンは、一般式（ＩＩＩ）：
【化２】

〔式中、Ｒ５およびＲ６は互いに独立して、置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シ
クロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリールアルキル基またはアリール基、
特にＣ６～１０アリール基を表し、Ｒ７は、置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シ
クロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリールアルキル基またはアリール基を
、または一般式Ｒ８Ｃ＝Ｏ（ＣＨ２）ｕ’（式中、ｕ’＝１～１０およびＲ８＝置換また
は非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基またはアリール
基）で示される構造を表し、およびＹは共有結合または置換または非置換Ｃ１～１２アル
キレン基、シクロアルキレン基、アルケニレン基、アリールアルキレン基またはアリーレ
ン基を表す〕
で示される化合物から選択される、［１］または［２］に記載の使用。
［５］　オリゴ－またはポリホスホニウムカチオンは、一般式（ＩＶ）：
【化３】

〔式中、ｎは１および２０００００００の間の整数であり、Ｒ９およびＲ１０は互いに独
立して置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アル
キニル基、アリールアルキル基またはアリール基、特にＣ６～１０アリール基を表し、ｚ
は共有結合または置換または非置換Ｃ１～１２アルキレン基、シクロアルキレン基、アル
ケニレン基、アリールアルキレン基またはアリーレン基を表し、Ｒ１１は一般式（Ｒ１２

）３Ｐ（ＣＨ２）ｊ－（式中、ｊ＝０～１０およびＲ１２＝置換または非置換Ｃ１～１２

アルキル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基またはアリール基、特にＣ６～１０

アリール基を表す）で示される構造を表す〕
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で示される化合物から選択される、［１］または［２］に記載の使用。
［６］　難燃剤は、式（Ｖ）～（ＸＩＩ）：
【化４】

【化５】

【化６】

【化７】



(4) JP 2010-538134 A5 2011.10.13

【化８】

【化９】

〔式中、ｎは式（ＸＩＩ）において１および２０００００００の間の整数である〕
で示される化合物から選択される、［１］～［５］のいずれかに記載の使用。
［７］　 弱配位性アニオンＡはヘキサフルオロアンチモン酸塩（ＳｂＦ６

－）である、
［１］～［５］のいずれかに記載の使用。
［８］　［５］における式（Ｘ）～（ＸＩＩ）で示される化合物のジ－、オリゴ－または
ポリホスホニウムカチオン、および［６］における式（ＶＩＩ）、（Ｘ）、（Ｘｌ）およ
び（ＸＩＩ）で示される化合物のヘキサフルオロアンチモン酸塩。
［９］　ａ）エポキシ樹脂系、
ｂ）以下の化合物またはその混合物から選択される開始剤、
ｉ）一般式（ＸＶ）：
　　　｛［Ｍ（Ｌ）ａ］Ａｂ｝ｃ　　　　　　　　（ＸＶ）
〔式中、
Ｍ＝金属カチオン、Ｌ＝リガンド、Ａ＝弱配位性アニオン、ａ＝１～１０、好ましくは１
～６、特に好ましくは１～４、ｂ＝１～１０、好ましくは１～６、特に好ましくは１～３
、およびｃ＝１～２０００００００、好適には１～２００００、特に好適には１～１００
０、極めて特に好適には１～５００、とりわけ１～３００、ここで、ａ、ｂ、およびｃは
、整数および数値範囲を表すことができ、ａは、非整数をさらに表すこともできる〕
で示される化合物、
ｉｉ）一般式（ＸＶＩ）：
　　　ＩＡ　　　　　　　　（ＸＶＩ）
〔式中、Ｉ＝ジアリールヨードニウム塩およびＡ＝弱配位性アニオン〕
で示される化合物、または
ｉｉｉ）一般式（ＸＶＩＩ）：
　　　ＳＡ　　　　　　　　（ＸＶＩＩ）
〔式中、Ｓ＝トリアリールスルホニウム塩およびＡ＝弱配位性アニオン〕
で示される化合物、
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ｃ）一般式（Ｉ）：
　　　ＫＡ　　　　　　　　（Ｉ）
〔Ｋ＝モノ－、ジ－、オリゴ－および／またはポリホスホニウムカチオンおよびＡ＝弱配
位性アニオン〕
で示される少なくとも１つの難燃剤を含み、開始剤および難燃剤の弱配位性アニオンＡは
、ヘキサフルオロアンチモン酸塩（ＳｂＦ６

－）、ヘキサフルオロリン酸塩（ＰＦ６
－）

、テトラフルオロホウ酸塩（ＢＦ４
－）、ヘキサフルオロアルミン酸塩（ＡｌＦ６

３－）
、トリフルオロメタンスルホン酸塩（ＣＦ３ＳＯ３－）、ヘキサフルオロヒ酸塩（ＡｓＦ

６
－）、テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｆ５］４

－）、テト
ラキス［３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル］ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ３（ＣＦ

３）２］４
－）、テトラフェニルホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ５］４

－）、ヘキサフルオロチタ
ン酸塩（ＴｉＦ６

２－）、ペンタクロロチタン酸塩（ＴｉＣｌ５
－）、ペンタクロロスズ

酸塩（ＳｎＣｌ５
－）、ヘキサフルオロゲルマニウム酸塩（ＧｅＦ６

２－）、ヘキサフル
オロケイ酸塩（ＳｉＦ６

２－）、ヘキサフルオロニッケル酸塩（ＮｉＦ６
２－）、または

ヘキサフルオロジルコニウム酸塩（ＺｒＦ６
２－）から選択される、硬化性調製物。

［１０］　開始剤のおよび／または難燃剤の弱配位性アニオンＡはヘキサフルオロアンチ
モン酸塩（ＳｂＦ６

－）である、［９］に記載の調製物。
［１１］　式（ＸＶ）で示される開始剤は、［Ａｇ（シクロヘキセン）１－４］ＳｂＦ６

、［Ａｇ（シクロオクテン）１－４］ＳｂＦ６、［Ａｇ（シクロドデセン）１－４］Ｓｂ
Ｆ６、［Ａｇ（ｔｒａｎｓ－２－オクテン）１－４］ＳｂＦ６、［Ａｇ（スチレン）１－

４］ＳｂＦ６、［Ａｇ（５－ノルボルネン－２－カルボン酸）１－４］ＳｂＦ６、｛［Ａ
ｇ（１，５－ヘキサジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（１，７－オクタジエ
ン）１．５］ＳｂＦ６｝ｐ、｛［Ａｇ（１，７－オクタジエン）１．５］ＳｂＦ６｝１０

００、｛［Ａｇ（１，７－オクタジエン）１．５］ＳｂＦ６｝５００、｛［Ａｇ（１，９
－デカジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（ソルビン酸エチル）１－４］Ｓｂ
Ｆ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（１，３－シクロヘキサジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛
［Ａｇ（１，３－シクロオクタジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、［Ａｇ（１，５－シ
クロオクタジエン）２］ＳｂＦ６、｛［Ａｇ（ノルボルナジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１

－ｐ、｛［Ａｇ（ジシクロペンタジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（シクロ
ヘプタトリエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ｃｕ（１，７－オクタジエン）１－４

］ＳｂＦ６｝１－ｐ、［Ｃｕ（１，５－シクロオクタジエン）２］ＳｂＦ６、［Ｃｕ（１
５－クラウン－５）］ＳｂＦ６、［Ｆｅ（１５－クラウン－５）］（ＳｂＦ６）３、［Ｆ
ｅ（１８－クラウン－６）］（ＳｂＦ６）３、［Ｍｇ（１５－クラウン－５）］（ＳｂＦ

６）２、［Ｃｏ（１５－クラウン－５）］（ＳｂＦ６）２、［Ａｇ（１Ｒ－（－）－ノポ
ール）１－４］ＳｂＦ６、［Ａｇ（アリルグリシジルエーテル）１－４］ＳｂＦ６、｛［
Ａｇ（ｔｒａｎｓ，ｔｒａｎｓ，ｃｉｓ－１，５，９－シクロドデカトリエン）１－４］
ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（ｔｒａｎｓ，ｔｒａｎｓ，ｔｒａｎｓ－１，５，９－シク
ロドデカトリエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（シクロオクタテトラエン）１

－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（スクアレン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、〔式中ｐ
＝２０００００００〕および／またはこれらの任意の混合物から選択され、および／また
は
式（ＸＶＩ）で示される開始剤は、式（ＸＶＩＩＩ）：
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【化１０】

〔式中、Ｒ１３およびＲ１４は互いに独立して、水素、メチル、エチル、ｎ－プロピル、
イソプロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、Ｃｌ、Ｂｒ、ＯＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ

２ＣＨ（ＣＨ３）ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ２ＣＨ（Ｃ２Ｈ５）ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ２

ＣＨ（ＯＨ）ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ２ＣＯ２ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ（ＣＨ３）ＣＯ２

ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ（Ｃ２Ｈ５）ＣＯ２ＣｉＨ２ｉ＋１からなる群から選択され、ｉ
は０および１８の間の整数である〕
で示される化合物から選択され、および／または
式（ＸＶＩＩ）で示される開始剤は、式（ＸＩＸ）および／または式（ＸＸ）：
【化１１】

〔式中、Ｒ１５は、水素、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、
ｔｅｒｔ-ブチル、硫化フェニル（ＰｈＳ）およびフェノキシ（ＰｈＯ）からなる群から
選択される〕
で示される化合物から選択される、［９］または［１０］に記載の調製物。
［１２］　［３］～［７］のいずれかに記載の使用に用いられる化合物を難燃剤として用
いる、［９］～［１１］のいずれかに記載の使用。
［１３］　開始剤の画分は調製物の全量において０．０１～１０重量％、好適には０．５
～３重量％、特に好適には１～２重量％である、［９］～［１２］のいずれかに記載の調
製物。
［１４］　難燃剤の画分は調製物の全量において０．０１～５０重量％、好適には０．５
～３０重量％、特に好適には２～２１重量％、とりわけ２０重量％または１０重量％であ
る、［９］～［１３］のいずれかに記載の調製物。
［１５］　調製物は非熱的硬化性である、［９］～［１４］のいずれかに記載の調製物。
［１６］　接着剤、複合材料、封止化合物、基礎材料としてのおよび／または被覆表面の
ための、［９］～［１５］のいずれかに記載の調製物の使用。
［１７］　以下の工程：
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ａ．［９］～［１５］のいずれかに記載の調製物を提供する工程、
ｂ．前記調製物を硬化するのに十分な放射線を前記調製物に照射する工程
含む、［９］～［１５］のいずれかに記載の調製物の硬化法。
［１８］　［９］～［１５］のいずれかに記載の調製物の非熱的硬化によって製造される
、硬化生成物。
［１９］　前記生成物は、被覆物、フィルム、基礎材料、複合材料、接着剤および／また
は封止用化合物である、［１８］に記載の硬化生成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂系のための難燃剤としての、一般式（Ｉ）：
　　　ＫＡ　　　　　　　　（Ｉ）
〔式中、Ｋ＝モノ－、ジ－、オリゴ－および／またはポリホスホニウムカチオンおよびＡ
＝弱配位性アニオン、ここで、弱配位性アニオンＡは、ヘキサフルオロアンチモン酸塩（
ＳｂＦ６

－）、ヘキサフルオロリン酸塩（ＰＦ６
－）、テトラフルオロホウ酸塩（ＢＦ４

－）、ヘキサフルオロアルミン酸塩（ＡｌＦ６
３－）、トリフルオロメタンスルホン酸塩

（ＣＦ３ＳＯ３
－）、ヘキサフルオロヒ酸塩（ＡｓＦ６

－）、テトラキス（ペンタフルオ
ロフェニル）ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｆ５］４

－）、テトラキス［３，５－ビス（トリフルオ
ロメチル）フェニル］ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ３（ＣＦ３）２］４

－）、テトラフェニルホ
ウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ５］４

－）、ヘキサフルオロチタン酸塩（ＴｉＦ６
２－）、ペンタク

ロロチタン酸塩（ＴｉＣｌ５
－）、ペンタクロロスズ酸塩（ＳｎＣｌ５

－）、ヘキサフル
オロゲルマニウム酸塩（ＧｅＦ６

２－）、ヘキサフルオロケイ酸塩（ＳｉＦ６
２－）、ヘ

キサフルオロニッケル酸塩（ＮｉＦ６
２－）、またはヘキサフルオロジルコニウム酸塩（

ＺｒＦ６
２－）から選択される〕

で示される少なくとも１つの化合物の使用。
【請求項２】
　樹脂系は、非熱的硬化性エポキシ樹脂系に関する、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　　モノホスホニウムカチオンは、一般式（ＩＩ）：
【化１】

〔式中、ｕは０および１８の間の整数であり、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は互いに独立して置
換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基
、アリールアルキル基またはアリール基、特にＣ６～１０アリール基を表し、Ｘは、Ｃ１

～１２アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基、アリール基
、カルボン酸基またはカルボン酸エステル基または一般式Ｒ４（Ｃ＝０）－（式中、Ｒ４

＝置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基また
はアリール基）で示されるアシル基を表す〕
で示される化合物から選択される、請求項１または２に記載の使用。
【請求項４】
　ジホスホニウムカチオンは、一般式（ＩＩＩ）：
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【化２】

〔式中、Ｒ５およびＲ６は互いに独立して、置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シ
クロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリールアルキル基またはアリール基、
特にＣ６～１０アリール基を表し、Ｒ７は、置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シ
クロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリールアルキル基またはアリール基を
、または一般式Ｒ８Ｃ＝Ｏ（ＣＨ２）ｕ’（式中、ｕ’＝１～１０およびＲ８＝置換また
は非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基またはアリール
基）で示される構造を表し、およびＹは共有結合または置換または非置換Ｃ１～１２アル
キレン基、シクロアルキレン基、アルケニレン基、アリールアルキレン基またはアリーレ
ン基を表す〕
で示される化合物から選択される、請求項１または２に記載の使用。
【請求項５】
　オリゴ－またはポリホスホニウムカチオンは、一般式（ＩＶ）：
【化３】

〔式中、ｎは１および２０００００００の間の整数であり、Ｒ９およびＲ１０は互いに独
立して置換または非置換Ｃ１～１２アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アル
キニル基、アリールアルキル基またはアリール基、特にＣ６～１０アリール基を表し、ｚ
は共有結合または置換または非置換Ｃ１～１２アルキレン基、シクロアルキレン基、アル
ケニレン基、アリールアルキレン基またはアリーレン基を表し、Ｒ１１は一般式（Ｒ１２

）３Ｐ（ＣＨ２）ｊ－（式中、ｊ＝０～１０およびＲ１２＝置換または非置換Ｃ１～１２

アルキル基、シクロアルキル基、アリールアルキル基またはアリール基、特にＣ６～１０

アリール基を表す）で示される構造を表す〕
で示される化合物から選択される、請求項１または２に記載の使用。
【請求項６】
　難燃剤は、式（Ｖ）～（ＸＩＩ）：

【化４】
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【化５】

【化６】

【化７】

【化８】
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【化９】

〔式中、ｎは式（ＸＩＩ）において１および２０００００００の間の整数である〕
で示される化合物から選択される、請求項１～５のいずれかに記載の使用。
【請求項７】
　 弱配位性アニオンＡはヘキサフルオロアンチモン酸塩（ＳｂＦ６

－）である、請求項
１～６のいずれかに記載の使用。
【請求項８】
　請求項６における式（Ｘ）～（ＸＩＩ）で示される化合物のジ－、オリゴ－またはポリ
ホスホニウムカチオン、および請求項６における式（ＶＩＩ）、（Ｘ）、（Ｘｌ）および
（ＸＩＩ）で示される化合物のヘキサフルオロアンチモン酸塩。
【請求項９】
　ａ）エポキシ樹脂系、
ｂ）以下の化合物またはその混合物から選択される開始剤、
ｉ）一般式（ＸＶ）：
　　　｛［Ｍ（Ｌ）ａ］Ａｂ｝ｃ　　　　　　　　（ＸＶ）
〔式中、
Ｍ＝金属カチオン、Ｌ＝リガンド、Ａ＝弱配位性アニオン、ａ＝１～１０、好ましくは１
～６、特に好ましくは１～４、ｂ＝１～１０、好ましくは１～６、特に好ましくは１～３
、およびｃ＝１～２０００００００、好適には１～２００００、特に好適には１～１００
０、極めて特に好適には１～５００、とりわけ１～３００、ここで、ａ、ｂ、およびｃは
、整数および数値範囲を表すことができ、ａは、非整数をさらに表すこともできる〕
で示される化合物、
ｉｉ）一般式（ＸＶＩ）：
　　　ＩＡ　　　　　　　　（ＸＶＩ）
〔式中、Ｉ＝ジアリールヨードニウム塩およびＡ＝弱配位性アニオン〕
で示される化合物、または
ｉｉｉ）一般式（ＸＶＩＩ）：
　　　ＳＡ　　　　　　　　（ＸＶＩＩ）
〔式中、Ｓ＝トリアリールスルホニウム塩およびＡ＝弱配位性アニオン〕
で示される化合物、
ｃ）一般式（Ｉ）：
　　　ＫＡ　　　　　　　　（Ｉ）
〔Ｋ＝モノ－、ジ－、オリゴ－および／またはポリホスホニウムカチオンおよびＡ＝弱配
位性アニオン〕
で示される少なくとも１つの難燃剤を含み、開始剤および難燃剤の弱配位性アニオンＡは
、ヘキサフルオロアンチモン酸塩（ＳｂＦ６

－）、ヘキサフルオロリン酸塩（ＰＦ６
－）

、テトラフルオロホウ酸塩（ＢＦ４
－）、ヘキサフルオロアルミン酸塩（ＡｌＦ６

３－）
、トリフルオロメタンスルホン酸塩（ＣＦ３ＳＯ３－）、ヘキサフルオロヒ酸塩（ＡｓＦ
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６
－）、テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｆ５］４

－）、テト
ラキス［３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル］ホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ３（ＣＦ

３）２］４
－）、テトラフェニルホウ酸塩（Ｂ［Ｃ６Ｈ５］４

－）、ヘキサフルオロチタ
ン酸塩（ＴｉＦ６

２－）、ペンタクロロチタン酸塩（ＴｉＣｌ５
－）、ペンタクロロスズ

酸塩（ＳｎＣｌ５
－）、ヘキサフルオロゲルマニウム酸塩（ＧｅＦ６

２－）、ヘキサフル
オロケイ酸塩（ＳｉＦ６

２－）、ヘキサフルオロニッケル酸塩（ＮｉＦ６
２－）、または

ヘキサフルオロジルコニウム酸塩（ＺｒＦ６
２－）から選択される、硬化性調製物。

【請求項１０】
　開始剤のおよび／または難燃剤の弱配位性アニオンＡはヘキサフルオロアンチモン酸塩
（ＳｂＦ６

－）である、請求項９に記載の調製物。
【請求項１１】
　式（ＸＶ）で示される開始剤は、［Ａｇ（シクロヘキセン）１－４］ＳｂＦ６、［Ａｇ
（シクロオクテン）１－４］ＳｂＦ６、［Ａｇ（シクロドデセン）１－４］ＳｂＦ６、［
Ａｇ（ｔｒａｎｓ－２－オクテン）１－４］ＳｂＦ６、［Ａｇ（スチレン）１－４］Ｓｂ
Ｆ６、［Ａｇ（５－ノルボルネン－２－カルボン酸）１－４］ＳｂＦ６、｛［Ａｇ（１，
５－ヘキサジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（１，７－オクタジエン）１．

５］ＳｂＦ６｝ｐ、｛［Ａｇ（１，７－オクタジエン）１．５］ＳｂＦ６｝１０００、｛
［Ａｇ（１，７－オクタジエン）１．５］ＳｂＦ６｝５００、｛［Ａｇ（１，９－デカジ
エン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（ソルビン酸エチル）１－４］ＳｂＦ６｝１

－ｐ、｛［Ａｇ（１，３－シクロヘキサジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（
１，３－シクロオクタジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、［Ａｇ（１，５－シクロオク
タジエン）２］ＳｂＦ６、｛［Ａｇ（ノルボルナジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛
［Ａｇ（ジシクロペンタジエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（シクロヘプタト
リエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ｃｕ（１，７－オクタジエン）１－４］ＳｂＦ

６｝１－ｐ、［Ｃｕ（１，５－シクロオクタジエン）２］ＳｂＦ６、［Ｃｕ（１５－クラ
ウン－５）］ＳｂＦ６、［Ｆｅ（１５－クラウン－５）］（ＳｂＦ６）３、［Ｆｅ（１８
－クラウン－６）］（ＳｂＦ６）３、［Ｍｇ（１５－クラウン－５）］（ＳｂＦ６）２、
［Ｃｏ（１５－クラウン－５）］（ＳｂＦ６）２、［Ａｇ（１Ｒ－（－）－ノポール）１

－４］ＳｂＦ６、［Ａｇ（アリルグリシジルエーテル）１－４］ＳｂＦ６、｛［Ａｇ（ｔ
ｒａｎｓ，ｔｒａｎｓ，ｃｉｓ－１，５，９－シクロドデカトリエン）１－４］ＳｂＦ６

｝１－ｐ、｛［Ａｇ（ｔｒａｎｓ，ｔｒａｎｓ，ｔｒａｎｓ－１，５，９－シクロドデカ
トリエン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（シクロオクタテトラエン）１－４］Ｓ
ｂＦ６｝１－ｐ、｛［Ａｇ（スクアレン）１－４］ＳｂＦ６｝１－ｐ、〔式中ｐ＝２００
０００００〕および／またはこれらの任意の混合物から選択され、および／または
式（ＸＶＩ）で示される開始剤は、式（ＸＶＩＩＩ）：
【化１０】

〔式中、Ｒ１３およびＲ１４は互いに独立して、水素、メチル、エチル、ｎ－プロピル、
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イソプロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、Ｃｌ、Ｂｒ、ＯＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ

２ＣＨ（ＣＨ３）ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ２ＣＨ（Ｃ２Ｈ５）ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ２

ＣＨ（ＯＨ）ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ２ＣＯ２ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ（ＣＨ３）ＣＯ２

ＣｉＨ２ｉ＋１、ＯＣＨ（Ｃ２Ｈ５）ＣＯ２ＣｉＨ２ｉ＋１からなる群から選択され、ｉ
は０および１８の間の整数である〕
で示される化合物から選択され、および／または
式（ＸＶＩＩ）で示される開始剤は、式（ＸＩＸ）および／または式（ＸＸ）：
【化１１】

〔式中、Ｒ１５は、水素、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、
ｔｅｒｔ-ブチル、硫化フェニル（ＰｈＳ）およびフェノキシ（ＰｈＯ）からなる群から
選択される〕
で示される化合物から選択される、請求項９または１０に記載の調製物。
【請求項１２】
　請求項９～１１のいずれかに記載の調製物の非熱的硬化によって製造される、硬化生成
物。
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